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(54) Zpusob zpracovéni plynnych kapalnych nebo préékovyoh:tuhy;h lgg;iu
v proudu plazmatu a zaPizeni k provddéni tohoto zplsobu -

Pri tepelném zpracovédni plynnych,
kapalnych a prddkovych tuhyeh ldtek v prou-~
du nizkoteplotniho plazmatu se FeSi probe
1ém intenzifikace procesu zvySovani teplot
a hustoty elektricky nabitych ¢dstic v prou=-
du plazmatu, obsahujici zpracovdvanou ldétku.
Podstata zpisobu spocivd v tom, Ze se. zpra-
covdvand lédtka nebo lédtky vnédsi samostatné
.nebo v predem p¥ipravené smési do proudu
nizkoteplotniho plazmatu, proud plazmatu
obsehujici zpracovdvanou-létku nebo létky
ge zahrivéd na teploty 6 000 aZ 60 000 K a
komprimuje na huszoty elektricky nabitych
ddatic 1020 a3 1024 m=3, nadei se vysled-
ny produkt nebo produkty oddéluji a ochla~
zuji na teploty niZ8i nei 2 300 K, Podata=-

. ta zarizeni spodivd v tom, Ze zarizeni je
tvo¥eno prichozi reakéni komorou, plazmo-
vym generdtorem a chladicim a odd&lovacim
prostorem, Reakéni komora je opatfena pro-
st¥edky pro ohfev plazmatu g mezi plazmo=-
vim generdtorem a reakéni zonou reakéni
komory je uspoifdddn nejménd jeden privod
zpracovavané ldtky. :
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Vyntlez se tykd zpusobu zpracovbvtni lttek v proudu plazao- 5
_tu a. zafizeni k provtd6n1 tohoto zpﬁsobu. ' ‘

Vyuiiti specffick#ch vlastnost1 etvrtého skupenstvi hnoty,
ptazmatu, je jednou 2z pcrspektivnich cest zpraeovivbni materil-
Ld. Pod pojmem plazmatu rozumime alektricky vodivi kvazineutril-
ni plyn sestévajici 2z neutr&lniff elektricky nabitych !bstic; )
:Pro provédéni fyzikilnich postupu zpracovavani materiblu, zejmé-
:na jeho ohfevu, taveni nebo zplynov&ni, nebo provédéni chemic~
kych reakeci, zejména chamické syntézy nebo rozktadu slouéenin,
se vesmés pouiivé nizkoteplotniho plazmatu, tj. plazmatu
.0 teplotéch cea 5 000 a2 65 000 Ko Vysokych teptot plazmatu,
n&kolikanasobné prevyéujicich body varu. znémych prvko a slou-
~tenin, se vyuzivé jak pro: ohitev zpracov&vané lbtky, tak pro zvy-;
. §en1 jaji reaktivity a provédéni chemickych reakci v plynnéw
L stavu. '

v5t§im:roz§iieni popisovanych postupu je na zbvadu piedevﬁﬁu' ,
jejich znabné energeticka néro&nost, negativné ‘ovlivnovans -
2ejména. nedOstatkem vhodnych zdroju ptazmatu a v nepostedni
Fad¥ i nedostateénym vyulitim parametru plazmatu v sou&asnych
za?izenich. L

Jako zdroje plazmatu se K" sou&asné dobé vesmés pouiivaji
fobloukové nebo - VysokofrekvenCni plazmové generbtory, vyuiivajici

| ‘jako stab!tizaéniho media plynu. Tyto generétory jsou k’ dispo-

zici ve vetkém vykonovém rozpéti cca od jednotek -do stovek kH,
~produkuji viak plazma o relativnd ni23ich teplotach a hustotbch,'
"~ cof ma negativni vliv na proveditelnost, rychlost a zejména o
pak efektivnost chemickych reskci a u- men$ich jednotek i moi-
‘nost taveni vysoce Z8ruvadornych materiala. Pro ohtev a urychlo-
vani vEtdich mnoZstvi plynl se vyuZivé etektrického obloukové~
-hp vybOJe,bdosahované teplotx jsou v8ak vesmés nji&i ne!
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"8 000 K a elektrické vodivosti plyni se dosahuje pFidavkem
vhodnych elektricky vodivych prisad, zejména na bazi drasliku.
Koneénd se pouiivaji i kapalinou stabilizované plazmové gene-
rbtory, produkujici plazma o vy383ich teplottch a zejména

vy§§1ch hustotdch nei plynem stabilizované plazmové generdto-
ry, I tyto generdtory v&ak jsou, zejméns vzhledem k tonu, e
~jsou k dispozici pﬂedev!im v oblastd sffudnich vykonl, vhodné&j-
§i pro fyzikédlni postupy zpracovtvtni pr6§kovych nateritlﬁ,

ne pro“brovbdéni chemickych reakct. Jejich 2naénou v9hodou
‘naproti tomu je 3irdi moinost zapojeni jednotlivych komponent
stabilizainiho media do problh511¢1¢h;chen1¢kichkreakci.ku viech
'pobfsovanYch zdrojﬁ plazmatu jsou viék dosahované teploty a zej-
- ména hustoty plazmatu: limitovbny'pfimo jéjieh ‘koncepct a s ohle~
dem na udr!eni ptijatelné iivotnosti generbtoru je nelze
'podstatné zvydovat. ' '

Konstrukce soucasnych plazmovych reaktoru, uréenych pro
_ zpracov&vbni materidl, jsou vgsmés zaloZeny pouze na wvyuliti
r.tepélniéhvparametéﬁ plazmatu, z@jména7jeho‘zavbdénfp'do tepoln{_f
. 1zolovaného prostoru, resp. jeho zpomatenim fiienou expanzi,
co? omezuje moinosti aplikaci zejména u energeticky ndrolnych
endotermnich reakci. ' '

. Nevyhody znamych zpusobu zpracovbvéni latek pomoci

_ nizkoteplotniho plazmatu, zejména taveni a zplynovani vysoce

. iéruvzdornych Latek, chemické syntézy endoternnich slouéenin,
syntézy plynnych f&z1 vysoce 2éruvzdornych Latek a Jtd&pent
termicky stdlych Latek, odstranu;e zpusob podle vynslezu,

jehoi podstata spoéivé v tom, %e se zpracovavané latka nebo
Latky misi samostatn& nebo v pkedem pripravené smdsi do proudu o
nizkoteplotniho plazmatu, proud plazmatu obsahujici zpracové-
 vanou latku nebo Latky se zahPivad ns teploty 6 000 a2 60 000 K
a komprimuje na hustoty elektricky nabitych tastic 1020 a2 '

10%% w™3, nate? se po probhnuti pkistuinych fyzikdlnich

"~ al/nebo chemickych procesu vysledny produkt nebo produkty

oddéluje a ochlazuje na teploty ni23i ne: 2 300 K. Proud
plazmatu obsahujici zpracovivanou Latku se miZe zahtivat na
teploty 10 000 K a% 50 000 K b&hem 0,001 a% 0,1 sec., vysled=
ny produkt nebo produkty se mohou ochlazovat na teplotu ni2fi "~
ne: 2 300 K béhem 0,05 a2 1_396.; proud plazmatu se male .
zah*tvat ohmickym ohtevem elektrickym yybojem, adiabatickou
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kompreai mechanickyn $krcenim a pusobenin magnetického pole,
nebo vysokofrekvenénim ohPeven 1ontovou rezonanci. Proud 91014 -
matu se miZe komprimovat prichoden. tepelnd 1zolovanou tryskou, -
'pusobenim magnetického pole, nebo tanganeiilnim proudénim .
pﬁidavného plynného media. Elektricky vyboj se mile uzavirat

mezi nejménd jednou kontaktn? elektrodou uapofidancu ve styku -
8 proudem plazmatu a jednou 2 etcktrod obloukovbho ntazmovbho f‘t

generdtoru nebo dali kontaktnt elektrodou usoolédancu ve. stykuﬁf, 
8 proudem plazmatu, do zahPatého a komprimovaného proudu plaz~ﬁg2

matu se miZe privaddt nejménd jedna pfidavné reakani 3lo!ka, BT
‘velikost reakéni zony zahfétého a komprimevaného proudu plaa-

matu se mile. regutovat zménou mnostvi pkivedené energia a ﬂ7rff"

"ptazma maze byt generovbno 2 jedné nebo vica kapalin.“”

Nevyhody znémych zafizeni pro zpracovtv&ni lttek poﬂoci

v'nizkoteplotniho plazmatu odstranuje zatizent podla vynélezu,

jehod podstata spo¥ivd v tom, Ze je tvofeno prichozi reakini
;komorouse vstupen pFipojenym k plazmovému generdtoru a vystu-'ji:
pem pfipojenym k- chladicimu a oddélovaeimu prostoru, pfiéemi
reak&ni komora je onatfena prostiedky pro- ohiev plazmatu a maziyp 
'plazmovym gener&torem a reakénit. komorou je uspofbdén nejméné 4
‘jeden pfivod zpracovdvané Llatky. Reakéni komora mile byt SRR
,‘vytvoFena jako tryska ze $4ruvzdorného,. tepelné izola&niho 7;**57
materiétu, mezi plazmovym generdtorem a reakini komorou mGZe V“J,
byt uspof&dan nejméné jeden tangencidini pFivod plynného média T
can chladici a oddélovaci prostor mGZe sestbvat 2z pruchoziho T
'*zebrovaného chladile, separatoru a kolektoru.: Reak&ni komora

. miZe byt opatkena nejmént jednou kontaktni elektrodoy uspora-;"

 danou ve styku s proudem ptazmatu a pFipojenou k jednomu . polu
elektrického zdroje, jehoi druhy pol muie byt spojen s jednou
z elektrod obloukového ptazmového generatoru, nebo s daldf

kontaktni elektrodou, uspoi&danou ve styku s proudem nlazmatu.; S

Reakéni komora mGZe byt opatiena magnetickou civkou pripofenou o
-k elektrickému zdrojd plazmového ganerttoru, riebo vinutim phi-
pojenym ke zdroji vysokofrekveniniho proudu. Reakini komora .
‘mbte byt pres chladici a oddétovaqi prostor pFipojena k pod=
ttakovému zbsobniku.
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-Zpﬁsquipr:¢0v&vtn1 Ldtek v proudu plazmatu a zaFizeni
k prbvid&n{ tohoto zplsobu podle vyndlezu uletnd vyudivaji
pfida#nébo ohfevu a komprese reagujict sloiky hebo‘sloiek a
zcjuéna p?i poutiti kapalinou stabilizovaného plazmového gene-
rdtoru znalnd rozdifuji aplikaZni moinosti v oblasti plazmové-
 ,ho zpracovhvént pevnych, kapatnych i plynnych Latek, pfedevlia

piti Stdpent chemicky sthlych Létek pFi zne!kodnov6n$ nebozpe!- -

nych odpadu, nebo cheuické syntbze.A

PFiklad provedeni zafizenf podle vyndlezu je zndzornén

na pfiloienych4vyobrazonich, kde obr. 1 pledstavuje bolni .
pohled na plazuov? reaktor v SAstelném Frezu, obE; 1a podélny °
Fez EAsti reak&ni komory, obr. 2 podélny tez reakini komorou
$ naznaéenyni polohami proudu plazmatu, obr. 3 podélny fex
reak&ni komorou s ptidavnym privodenvrepkéni stoiky, obr. .
bfiép9 Fez plazmovym generdtorenm bodlg-bbr. 1 v rovind & - 4,
obr. 5 pFiEny Fez reakini komorou podle obr. 3 v roviné 5 - S,
_obr. 6 pFilny lez chladicim oddéloVaciu'péostorom podle obr. 1
v rovind 6 - 6 a obr., 7 pfiéni‘Fei reakZni komorou podte -
‘obr. 1 v rovind¢ 7 - 7, priéemi vyobrazent vyntlcz nijak neone-'v_
zuji | '

. . : . ¢

. 'Jak je‘pitrno.z obr. 1, tafizeni podle vyndlezu obsahuje
plazmovy generdtor 10 sestdvajict z t&lesa 12, katody 14, phi-
pojené k elektrickému zdroji 16 konektorem 18 a anody 20, pM-
 pojené k elektrickému zdroji 16 konektorem 22. Zafizeni dile
obsahuje vlastni ptazmovy reaktor 30, obsahujici prﬁchozi
reakini komoru 32 se vstupen 34 a vystupem 36, ohrani!ujicin
‘reakéni zonu. 38. '

~Jak je patrné z obr." 1 a obr. 2, reakini komora 32 obsa- .
huje pFedni elektrodu 40, majict tvarovany povrch 42 pod
nim je uspotddéna chladici komora 44. Predni elektroda 40
je ptipojena vodilem 46 pres spinal 48 ke zdroji 16 elektric-
kého proudu. Reakini komora 32 dale obsshuje strednt elektrodu
;SO, uspofddanou ve sméru proudéni plazmatu za prstencOVOu
pfedni elektrodou 40. StFedni elektroda 50 md prstencovy tva-
rovany povrch 52, pod nim2 je vytvolena chladicti komora 54.
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Sthedni elaktroda SO je elektricky pFipojena- voditem 36

pltes. spinal 58 ke 2drojt 16 elektrického proudu. ‘Za sthedn’

'prstencovou elektrodou 50 je ve ‘sm&ru prouddni plazmatu umis-

téna,prstpneové zadni'elektroda 60, s chladici komorou 64

'uspbfbdanou pod tvarovanym povrchem 62, elektricky spbjﬁnb se
“zdrojem 16 elektrického proudu ples spinal 68 vodile 66.

Chladiei komory 44, 56 a 64 jsou napojeny na noznbzornén9

 okruh chladici kapaliny. '

' Reaktorové komora 32 déle obsahujo prstencovy pfodni

  $zoLétor 70 8 tvarovanym povrchem 72 a prvni stledni 1:0(6-
) {jtor ?4, majici ‘valcovy povreh 76. Jak je ztejmé z obr. 2 a
‘ obr.v3, pfedni fzolétor 70 a prvni stFedni izolétor 74 jsou
““'uspoﬁédény po stranéch pfedni elektrody 60. Reaktorovb ko=
o fmora 32 dale obsahuje druhy sttedni 1zolator 78, majici tva-"
 rovany povrch 80, stFedni elektroda 50 je uloZena mezi prvnim .
.~ stfednim izotétorem 74 a druhym stfednim izolétoren 78. Reakini
“Cﬂjfkomara 32, déle obsahuje prstencovy zadni 1zolétor 82, majici

-tvarovany povrch 84.'Zadni elektroda 60 je uspode&na mezi -

'l‘ druhym stFednim jzolstorem 70 a zadnim izoladtorem 82,

V provedent podle obr. 1 a obr. 3 reakni komora 32 obsa-‘

“, huje dvojic1 radidlnich vstupnich otvord 90, usporbdanych
v tvarovaném povrchu 72 pFfedniho dizolétoru 70 Vstupni otvory
_1'90 jsou piipujeny vedenimi 92 ke 2droji materiélu 94, ‘
¥ sousedstvi vstupu 34 reak&ni komory 32 je uspofddén tangen-"
'»cialni vstup 98, pripo;eny vedenim 100 ke zdroji 102 plynu.

2 obr. 1 a obn 7 je ztejmé uspo?édéni vinuti elektric-‘ia

' kﬁch cﬁvek. Na horni strand reakdni komory 32 je uspof&dbna _
«'civka 108, p%ipojené ke zdroji 16 elektrického proudu pfes konek-
tor 110 Kolem reakéni komory 32 jsou déle u9poFédény vysoko-f

frekvenéni civky, a sice pfedni civka 114, pFipojené vedenim -
118 ke 2droji 11§‘stfidayého proudu, stiedni civka 120, pki-
pojens ke zdroji 118 stRidavého proudu veaenimj122 a zadni
civka 124, p?ipojené ke zdroji 118 stridavého proudu vedenim

: 126 Civky jsou USpOFédény v blizkosti reakini zony 38 tak,
. aby jejiceh magnetické pole plisobilo na nabité Eéstice v prou-
- du ptazmatu. Kazds 2z civek 114, 120 a 124  nb2e byt napdijena

. _neztvfsle.
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Zatizeni podle vyndlezu dAle obsahuje chladici odd&lovacH
prostor 130, sestdvajici ze skfind 132.a chladilem 134 a
separdtoru 136. Separdtor 136 je pFipojen ke kolektoru 138,
pltipojenému k podtlakovému zésobniku 134 ptes ventil 142,

Zatizent uboiaujé regulovat rozméry a feploty proudu
plazmatu a hustotu elektricky nabitych tAdstic v plazmatu.
.nuic pou!ivat jak plynem stabilizované, tak kapalinou stabili-
zované plazma,. '

Alternativninm zapojovbnim chdni elektrody 40, st?edni
elektrody: 32 a zadni elektrody 60, respektive napbjénim civek
108, 114, 120 a 124 je moino regulqvét proud plaimatU<a kro-
-m& jiného ovladat {1 jeho rozmé&ry tak, jak je to naznaleno ,
na obr. 2, tarkovanymi konturami P, P'a P'{ Kromd déLky prou=
du plazmatu je moinO'samozFejmé ovlivnovat i prib&h teplot,
hustot ‘a rychlosti, v souladu s potfebami jednotlivych reakci.
Vhodné tvarovani reak&ni zony 38, majfci v podstafé tvar
Venturiho trubice, tangenciélni proudéni plynu privadddného
"tangenciélnimi otvory 98 do reak&ni zony 38 a Fizené chlazent.
3 separace’ produktu davé moinost v 8irokém rozsahu ménit pro-
vozni parametry zafizent v souladu se specifickymi pozadavky
jednotlivych reakci. *

Podstata vyndlezu je bli2e vysvétlena v néstedujfcich
- pfikladech, tyto v3ak vynadlez nijak neomezuji.

Priklad 1

Rozklad fosforefnanu vépenatého. .
Do plazmového reaktoru se privaddi plazma generované v oblou-
‘kovém plazmovém generdtoru z vody IHZOI. P?ed‘vstupeu‘do
reakdni zony reaktoru se do plLazmatu pomoci proudu vzduchu
vndsi praskovy fosforednan vapenaty CéSIPO‘/2 o rozm&ru zrn
20 a2 80 um, uvddi se do reaktivniho stavu a v reakini zond
se rozkladd na oxid vapenaty a oxid fosforeiny podle rovnice

Ca3/P04/2 —> 3Ca0 + PZOS
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Priklad“z
S Syntha borddu Htanu. ' - |
. Do pla:mového reaktoru se p!{védﬂ plazna generovanéd v oblou-‘
 kovém plazmovéu ‘generdtoru s grafitovou spotiebovatelnou kato-
'dou. Plazma je gonorovhno z vinylbanzcnu 106N, « CH , tﬂzl
Pred vstupem do reakini :ony reaktoru se do plazmatu vntli'

‘1‘jako hlavni reagujici slotka ponoci proudu dusiku prilkovy

Qoxid bority 18203/ o rozméru zrn mdndim ne: 10 y LN v nakénj

- zon& se pak do plazmatu obsshujiciho &tstice oxidu titanici-

‘xﬂtého a oxidu boritsho uvedené do reaktivniho stavu vnt!i B

- facetylen Iczﬂal a v difuznin elektrickém vyboji se zde. synte-
fftizuje borid titanu ITiB / podle rovnice o

vU,Pf%klad 3 B
: Svntéza boridu zirkonu. : : ,
‘_Postupem podle pFikladu 2 gse 2 préﬁkového ox1 du zirkoniéitéhd

"/Zrozl a oxidu boritého IB2 31 syntetizujo borid zirkonu IZrBz/
: podte rovnice y '

:‘Pfiklad 4

Syntéza boridu chromu. : : ;
Do plazmového reaktoru se pFivédi plazma generované v oblou=
‘kovém plazmovém gener&toru se Spotrebovatelnou grafitovou-‘
 katodou. Ptazma je generovéno 2 ethylalkoholu /0H3.CH2.OHI.
4 Pred vatupem. do reakéni zony se do proudu plazmatu vnési smis;
‘Tfnavz&jem tarove fixovanych z2rn oxidu chromitého /Cr,04/ a f |
ikarbidu boru IB4cI o rozmdru zrn 2 al 10‘pm. V reakini xon&
‘se 2 reagu;ic%ch sloiek a uhlik obsahujiciho plazmatu synte-“
 t1zuje borid chromu iCrB/ podte rovnice :

ZCrz 3 e B4C + SC ~——~$ 4CrB + 6 CO
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Priklad 5

PFiprava oxidu kFemnatého.
Do plazmového reaktoru se privédi plazma generované z chlori-
du kFemilitého /$SiCL /. V reakini z0n& kde se do proudu
plazmatu pFisdvé vzdudny kyslik, probihé rozklad chloridu -
kkemititého na oxid kkemnaty podle rovnice

284¢CL, + 0, ————» 2310 + 4CL,

Priklad 6

Pfiprava ox1idu kfennatého."

‘Do plazmového reaktoru se privadi plazma genernvané z chloridull
ktemititého /8iCL, /. V reakint zoné se do proudu plazmatu phi=
vadt prédkovy oxid kremility /81021;0 rozméru zrn mendim nel
10 um a dochézi z2de k jeho redukci podle rovnice

3102 + 8§ ——»s 2310

Priklad 7

. Syntéza boridu kilemiku, :
Do plazmového reaktoru se ptivadi proud ptazmatJ'gdnerqvan9
'v obloukdvém plazmovém generdtoru s grafitovou katodou. . .
Plazma je generovadno z vinylbenzenu ICGHS.CH cnzl. Do raak&ni N
- zony generdtoru se pFivddi homogenizovand, i4rovd fixovand
smds prédkového oxidu kFemilitého a oxidu boritého o rozméry
zrn 5 al 10jum, 2 nif se v proudu plazmatu intenzifikovaném
difuznim elektrickym vybojem syntetizuje borid kFeuiku podlt
rovnice '
+ BC —» 8481 + 8C0

8i02'+ 28,0

273

Pfiklad 8

Syntéza boridu wolframu.
06 plazmového reaktoru se. privadi proud plazmatu gcnerovan?
z vinylbenzenu /C Hg.CH.CH,/, do ného? se na vstupu do reakinit
zony vna3l jednak prt!kovy oxid wolframovy /u03/ o rozmdru
zrn 1 at 3 um, jednak karbid boru IBLCI‘Q rozméru zrn 2 ad
S um. V reakini zond se 2 vychozich pradkovych materidll
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" a 2 uhlikovych fontd plazmatu syntetizuje borid uolframu |

o podle rovnice'

4MO, + 8,6 + 11C ————> 4WB + 12C0

‘«Pfiklad 9

‘ PFiprava nitridu titanu.

,, Do ptazmového reaktoru se ptivadi proud plaznatu genorovuny '

',iz toluidinu lc6H4.CH3.NH /. Do reakini zony rcaktoru se
‘pfivédi chlorid titanility 171Clk P reagujici spolu s vodi-

kovymi a dusikovymi fonty plazmatu na nitrid titanu podle -

rovnice

2TiCL4 + 4u2 + nz ————> 2THN 4 auct

PFiklad 10

A Syntéza nitridu boru. :
Do ptazmového reaktoru se privadi plazma generované v oblou*,\
~ kovém plazmovém generdtoru z amoniaku /NH 3/+ Pled vstupenm i |
do reakénf zony reaktoru se do plazmatu pomoc1 proudu dusiku
Iﬂzl vnadi pré&kovy oxid bority . ,5203, o rozméru arn 5. a2l

10/um a v reakdni zoné se 2 vychozich sloZek za spolupﬁsobo-
" nf difuzniho elektriekého vyboje syntetizuje nitrid boru /BN/
.'podte rovnice : :

. 9203 + ZNH | ZBN +y3@20,

'Aﬁpfiktad 1" o

f Zneskodiovani oxidu sifi&itého. .

bo - plazmového reaktoru se privadi proud ptazmatu, do n&hol
se pted vstupem do reaktoru vn&&i 2plodiny hofeni obgsahujei.
Aioxid sifidity ISO I. Do reaktoru se pfivtdi jeuné disnerae :
,uhlieitanu draselného IKZCOSI, reagujfcﬁ s oxidem sifi&ityu A
na- siiieitan draselny 8 oxid uhli&ity podle rovnice ‘

cho 'f 80Z - o Kzso3 + CO2
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PFiklad 12

lferoidizace kiemiéitanu zirkoni&itého.
Pted vstupen do plaznového reaktoru se do proudu nixkotoplot-
niho plaznatu o teplotd cca 15 000 K vni!i prt!kovy kfemii~
tan zirkonidity o rozméru‘zrn 40_02,601p|. V reaktoru se . '
z2rna ktemititanu z{rkqnibitého v dusledku zvydeni teploty
plazmatu difuznim elektrickym vybojen na c¢ca 25 000 K tavi
a po ochlazeni vodni clonou 22 podminek volného pédu
tuhnou ve tvaru sferoidl, obsahujicich krystaly dendritické-
 ho zirkonia zapu&téné do anorfniho oxidu kfemieitého. Rozklad
= probihé podle rovnice

" phisob a zaffzeni podle'VynilézU‘jefuotno(vyuiit jgklbgb |
~ohtev plynd na vysoké teploty, tak pro taveni préikovych ma=-
 teribla, provédént plazmochemickych syntéz 1 pro rozklady o

. a zne!kodnovtni nabezpeénych odpadu ve formé plynu, kapalin -
1 pevnych Létek. ‘ : o
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rREDMET? VYNALEZU

Zpdsob zpracovévéni plynnych, kapalnych nebo pré&kovych -

 tuhjch Lbtek v proudu plazmatu, vyznaleny tim, 2e se zpra~

" covhvané Latks nebo LAtky vnaSi samostatnd nebo v pledea
ff‘prinravené smdsi do proudu nizkoteplotniho plazuatu, proud

‘»f.plazmatu obsahujici zpracavbvanou Latku nebo lbtky se
- ~zahPivé na teploty 6 000 a% 60 000 K a komprimuje na husto~
oty elektricky nahitych tastic 1

020 43 102 o~3, nates se

| . po. probdhnuti pPislu!nych fyziktlnich alndbo'chonickich .

f2‘

fprocesu vysledny produkt odd&tuje a ochlazujo na tepluty
nizgi nei 2 300 K.

jzpﬁséb zprécovaﬁnivthtek v proudu'ptazmdtu bbdle'bodu 1.,
‘wyznaleny tim, e se proud plazmatu zahFiva no tcploty .

10 000 ad 50 000 K b&hem O, 001 at 0,1 sp~. *

3Zpusob zpracovévéni lbtek v proudu plazuatu podle bodu i i

‘lvyznaéeny tim, 2e se vysledny produkt nebo produkty ochla~

: ‘:“'

zu;i na teplotu nizdi nei 2 300 K b&hem 0,05 a2 1 ag o

Zpusob zpracovévéni Litek v proudu ptazmatu podle bodu 1.,

‘\vyzna&any tim, 30 se velikost reak&ni zony :ahrbtbho a

6.

komprimovaného proudu plazmatu regutuje zménou nno!stvi

‘pfivedené energie.

Zpisob zpracovdvani latek v proudu plazmatu pbdle bodu 1.,
vyznadeny tim, Ze se do zahrétého a komprimovaného proudu ;

o plazmatu privédi nejméné jedna pridavné reak&ni stotka.

Zatizeni k provadéni zpﬁsobu podle bodu 1 , vyznaaoné tim,

- 3e je fvoﬁéno pridchozi reakdni komorou /32/ ge vstupem /34/

ptipojenym k blazmpvéﬁu generétoru 71107 a vystupem 736/ ,
pFipojenym k chladicimu a odddlovacimu prostoru 7130/,
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ptitem: reakéni komora /32/ je opatFena‘prostFedky”pro

. ohtev plazmatu a mezi plazmovym generétorem /10/ a roakénf1'
~ zonou /38/ reakini komory /32/ je uspoFidin nejménd jeden
.pFfivod /90/ zpracovdvané Llatky.

Zakfzen} podle bodu 6, vyznatené tim,,ie‘prostfedkeh pro
ohtev plazmatu je néjméné jedna.kontbktni_élektroda 140/,
uspofddand ve styku s proudem plazmatu'a pF{pnigni:k‘jedno~
mu pdlu zdroje 716/ elektrického proudu, jeho? druhy pol

je spojen s jednou z elektrod /14,20/ obtoqkovéﬁolptaz@oVého"

"generdtoru /10/, nebo s dal3i kontaktnt élektroddu nebo

elektrodami /50,60/, uspotsdanymi v reakini komoke /32/. .

Zatizeni podle bodu 6,“vy:nééené‘fim,‘ie;prosfredkem-phc..
ohfev plazmatu je magneticks civka /108/, pFipojens k
elektrickému zdroji /16/ plazmového generdtoru /107, e

iafizehj podle bodu 6, vyznatené tim, e prostfedkem pfo }‘j'
ohtev plazmatu je vinuti 1114,120,12§/; pfipojené.k, ,df°4H =

}i vysokofrekveniniho napdti.

10,

Zaliieni podle bodu 6, vyzndﬁené tim, %e reakﬁnf ‘komora  ,}f
7132/ je vytvorena jako tryska ze 2bruvzdorného, tepalnl

. fzotatniho materidlu.

11.

13,

Zatizent podle bodu 6, vyzna&ené tim, ie mezi plazaavia
generidtorem /10/ a reak&ni komorou /32/ je uspoldddn
nejménd jeden tanggnci&lni pffvod 198/ plynného nédﬁg.

Zarizeni pod(e bodu 6; vyznadené tim, 2e chladict a'oddl-:f
Lovact prostor /130/ sestadvd z prlichoziho chladiéa /136/ N
separétoru /136/ a kolektoru /138/.

Zatizeni podle Bodu 6,'9yznaéené‘tih,’!e reakini komora »
1327 je ptes chladici a odd!lovaci prostor /130/ pFipojona

k podtlakovému zdsobniku 7144/,

4 vykresy
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